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(§) Verfahren zur Herstellung eines Trockenfilm-Photoresists 

Offenbart werden ein Trockenfilm -Photoresist, der zur 
Verwendung bei der Fertigung von Leiterkarten geeignet rst, 
und eine zwischen eine Deckfolie und eine Tragerfolie lami- 
nierte photopolymerisierbare Schicht umfaBt, die an der 
Deckfolie fester haftet ats an der Tragerfolie, und bei dem 
die Tragerfolie sich auf der Innenseite der Rolle befindet, 
sowie ein verbessertes Verfahren zur Herstellung des Trok- 
kenfilm-Photoresists. 
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Patentanspruche 

(Utebrad geelgnet isi »nd eine *«* dfe^SSS?S2S«en Folicn fester haftet als an der 
lan>ta>rtepho.o|o1ymensie^ 

r^SlrSrSfiS^ch 2, «,i,e, dad-rcr. g , keM z« i =hn«, d.0 die D«*Me *. Dk*. 
4™SS.R»rS, a n 5 aSS^S. 2 Oder 3. ******* « * D «*«° 

^SS^SSSSSt Anspruch 6. waiter dadurch f ken^eid.ne, daB die AbreiBfestigkeit der 

^(AirKrungeinerunbeH^ 

G) das Laminieren einer biegsaraen Deckfolie auf die U " d 

der Laminierung belichtet wird. 



Beschreibung 



einephotopolymerisierbareZusammenseuungau^^ 

lie von 23.4 urn (92 gauge), augetragen wird und d. *J«Jui^ ^^e^^^ ^ 
Polymer-Deckfolie (typischerwe.se eme Fo he yon 25,4 urn ( 00 ^^£S»dS^ Tragerfolie auf 
(LDPE)) laminiert wird Das fertige Produkt wird dann auf ^•^ e ^JS^S5nmten Photoresists, wie 
derAuB^ 

sie beispielsweise m den US-PSen 34 69 982, 35 zb 5iw una jo . « *» Deckfolie. Wenn der Photore- 

sind. haftet die photopolymerisierbare Schicht fester an derT^ 

sist bei der Fertigung von Leiterkarten verwendet wird, wrd Id.e ^^ffSeherLniU* 
lie" bezeichnet) entfernt und verworfen. und die photopolyme =22^e W^FtoBe (nun vom 

Erschetajr.gsb.ld der Rolle ». den. fcrogen Produkr "'<*' 8^"^ ri S r ^sS,Sm Abbiadern 
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dem besitzt die billige LDPE-Folie Gel-Teilchen und andere Einschliisse, die Einkerbungen im fertigen Photore- 
sist verursachen kSnnen, wenn dieser auf die Rolle gewickelt wird. Abschnitte des fertigen Produkts, die diese 
EinschiQsse enthalten, mQssen verworfen werden, was die Kosten erhoht. 

Die Tragerfolie muB mehrere kritische Bedingungen erf (Men: Sie muB in der Lage sein, hohe Spannung, die 
Einwirkung von Losungsmitteln und die Einwirkung hoher Ofen-Temperaturen wahrend des Fertigungsverfah- 5 
rens auszuhalten und trotzdem die hohe optische Klarheit behalten, die wahrend des Schrittes der Belichtung 
erforderfich ist. Fruhere Versuche, die herkommliche Tragerfolie durch eine diinnere Folie zu ersetzen, um eine 
bessere Auflosung wahrend des Belichtungsschrittes zu erzielen oder die Kosten zu senken, waren erfolglos, und 
es besteht Bedarf an einer Tragerfolie, die samtliche der oben genannten Bedingungen erf Gilt. 

ErfindungsgemaB ist ein Trockenfilm- Photoresist, der zur Verwendung bei der Fertigung von Leiterkarten 10 
geeignet ist und eine Rolle bildet, die eine zwischen eine Deckfolie und eine Tragerfolie laminierte photopolyme- 
risierbare Schicht umfaBt, die an einer der genannten Folien fester haftet als an der anderen, um die Entfernung 
der anderen Folie zu erleichtern, dadurch gekennzeichnet, daB die photopolymerisierbare Schicht an der 
Deckfolie fester haftet als an der Tragerfolie und die Tragerfolie sich auf der Innenseite der Rolle befindet. 

Bei dem erfindungsgemaBen Trockenfilm- Photoresist wird eher die Tragerfolie die Trennfolie", die entfernt 15 
und verworfen wird, als die herkbmmliche Deckfolie, und die Deckfolie wird die "Deckfolie". durch die die 
photopolymerisierbare Schicht wahrend der Fertigung des Photoresists belichtet wird. 

Vorzugsweise hat die erfindungsgemaBe Trockenfilm-Photoresist-Deckfolie eine Dicke von weniger als 
2032 u,m (80 gauge), besonders bevorzugt von etwa 10,06 um (40 gauge) bis etwa 15,09 u.m (60 gauge), und sie 
kann eine Polyamid-, Polyester- Vinyl- Folie oder eine Folie aus Celluloseester sein. 20 

Ebenfalls vorzugsweise besitzt die Deckfolie (sofern sie nicht von Natur aus starker haftend ist als die 
Tragerfolie) eine mit einer Corona-Entladung behandelte oder mit ultravioletter Strahlung behandelte, die 
Haftung fordernde Oberflache oder eine Beschichtung mit einem Haftvermittler auf der Seite, die sich in 
(Contakt mit der photopolymerisierbaren Schicht befindet, um die bevorzugte Haftung der photopolymerisier- 
baren Schicht an der Deckfolie gegeniiber derjenigen an der Tragerfolie sicherzusteilen. Speziell hat die 25 
Deckfolie eine AbreiBfestigkeit (der Delaminierung) zwischen etwa 1,96 und etwa 9,8 cN/cm (etwa 2 und etwa 
10 g/cm) und besonders bevorzugt von etwa 3,92 bis etwa 5,88 cN/cm (etwa 4 bis etwa 6 g/cm). 

Die Mdglichkeit, eine Deckfolie mit einer Dicke von weniger als 20,32 um (80 gauge) einzusetzen, ermoglicht 
die Erzielung einer verbesserten Auflosung wahrend des Schrittes der Belichtung, da die Strecke, die das Licht 
zurOcklegen muB, verkilrzt wird (die Aufldsung ist im wesentlichen die Fahigkeit eines belichteten und entwik- 30 
kelten Photoresists, feine Linien und Zwischenraume aufzulSsen). Im Vergleich zu bekannten Trockenfilm-Pho- 
toresists wurde fur Photoresists gemaB der Erfindung eine Verbesserung der Aufl6sung von 20 bis 25% 
beobachtet. 

Die Behandlung mittels einer Corona-Entladung und die Behandlung mit ultravioletter Strahlung zur Verbes- 
serung der Haftung ist allgemein gangige Praxis, und auch die Behandlung mit einem Haftvermittler ist wohlbe- 35 
kannt, beispielsweise aus den US-PSen 44 86 483 und 45 54 200. Die AbreiBfestigkeit ist die Haftung der photo- 
polymerisierbaren Schicht an der oberflachenbehandelten Deckfolie, ausgedriickt in g/cm (bzw. cN/cm), gemes- 
sen nach dem 180°-AbreiBtest in ASTM D 903. Die untere Grenze ist der niedrigste Wert, bei dem die 
behandelte Deckfolie an dem Photoresist verbleibt, wenn die entfernbare Tragerfolie entfernt wird, und die 
obere Grenze ist der hdchste Wert, bei dem die Deckfolie von dem belichteten Photoresist entfernt werden 40 
kann, ohne daB ReiBen (Splittern) ausgelost wird. 

Die erfindungsgemaBe Trockenfilm-Photoresist-Tragerfolie hat vorzugsweise eine Dicke von etwa 10,06 u.m 
bis etwa 100,6 um (400 gauge), und besonders bevorzugt ist sie eine Polyester- Folie mit einer Dicke von etwa 
21,6 urn (90 gauge) bis etwa 25,4 urn. Sie kann aus beliebigen Folien-Typen bestehen, wie sie im Vorstehenden fur 
die Deckfolie erwahnt sind. 45 

Ebenfalls gemaB der Erfindung ist ein Verfahren zur Hersteliung eines Trockenfilm-Photoresists, der eine 
photopolymerisierbare Schicht umfaBt, die zwischen eine Polymer-Folie, die wahrend eines nachfolgenden 
Laminierungs-Schrittes verworfen wird, und eine Polymer-Folie, durch die die photopolymerisierbare Schicht 
nach dem nachfolgenden Laminierungs-Schritt belichtet wird, laminiert ist, das 

50 

(A) die Ablagerung einer unbelichteten photopolymerisierbaren Schicht auf einer biegsamen Tragerfolie, 

(B) das Laminieren einer biegsamen Deckfolie auf die photopolymerisierbare Schicht und 

(C) das Aufwickeln des Photoresists zur Erzeugung einer Rolle des fertigen Produkts 

umfaBt, dadurch gekennzeichnet, daB die Deckfolie eine Dicke von weniger als 20,32 um (80 gauge) besitzt, sie 55 
einer Oberflachenbehandlung unterzogen wurde, um eine bevorzugte Haftung der photopolymerisierbaren 
Schicht an der Deckfolie sicherzusteilen, und das Aufwickeln in der Weise erfolgt, daB die Deckfolie sich auf der 
AuBenseite der Rolle und die Tragerfolie sich auf der Innenseite befinden, wodurch die Tragerfolie diejenige 
Folie wird, die wahrend des nachfolgenden Schrittes der Laminierung verworfen wird, und die Deckfolie 
diejenige Folie ist, durch die die photopolymerisierbare Schicht nach dem nachfolgenden Schritt der Laminie- eo 
rung belichtet wird. 

Die Vermeidung der Verwendung einer LDPE-Folie geringer Qualitat bei den Photoresists der vorliegenden 
Erfindung ergibt mehrere Vorteile. 

(1) Die Produkt-Rolle hat wegen der hoheren Ebenheit der in der vorliegenden Erfindung verwendeten 65 
Polymer-Folie ein gleichmaBigeres Aussehen. 

(2) In der Deckfolie kommen weniger Gele und andere Einschliisse vor, was eine geringere Zahl von 
Einkerbungen im Resist zur Folge hat 

3 
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(3) Der Photoresist ist Ieichter zuzuschneiden, und wahrend des Arbeitsganges der Laminierung der Leit- 
karte werden glattere Kanten erhalten. 

AuBerdem bleiben die Vorteiledes Einsatzes einer relativ dicken Folie alsTrager wahrend der Fertigung des 
Photoresists erhalten. wodurch RiBbildung vermieden wird und Warme- und Losungsmittelbestandigkeit auf- 

rechterhalten werden. .. j «_r 

DiebeigefugtenZeicAnungendienenzurErlauterungdervorhegendOTErnngung. r x^ir»nfii m 
Fi|. laleigfdie Anordnung der verschiedenen Schichten der Rolle des fertigen Produkts ana = ^rockenfflm- 

Photoresists, der nach dem Verfahren hergestellt ist, das herkOmmlich fur die Herstellung von Trockenfilm-Pho- 

t0r F w S ?b a eriautert d drshtrk6mmlich angewandte Verfahren zum Laminieren eines Trockenfilm-Photoresists auf 
einenTrager wahrend der Fertigung einer Leiterkarte, wiederum nach bekannten Methoden. 

Fig. VSgTdie Anordnung der verschiedenen Schichten der Rolle des fertigen Produkts ernes Trockenfilm- 
Photoresists, der gemaB der vorliegenden Erfindung erzeugtwurde. m„^„„„ 

pjg 2b erlautert das Verfahren zum Laminieren eines nach dem Verfahren der vorliegenden Erfindung 
herglsteUtenTrockenfilm-Photoresistsatf^^^ 

Kn ersten Schritten des herkSmmlichen Verfahrens nach dem Stand der Technik zur HersteUung von 
Trockenfilm-Photoresists wird die photopolymerisierbare Zusammensetzung 2 t^pischerweise auf eine flexible 
pSSTagerfolie 1. etwa eine Polyesier-Folie, aufgetragen, und die beschichtete Folie wird dann auf eme 
Sende entfernbare Polymer-Deckfolie 3, typischerweise eine Folie aus e.nern Po lyethylen mederer Dichte 
SpbEStL Die Rolle des fertigen Produkts wird entsprechend der Darstellung.n Fig. 1 a aufgewickelt, so 
daB dfe Tragerfolie 1 sich auf der AuBenseite befindet und die Deckfolie 3 s.ch auf der Innenseite befindet In 
dSeTphotSeS die photopolymerisierbare Schicht 2 starker an der Tragerfolie 1 als an der Deckfolie 

3 ' Bei dem erfindungsgemaBen Verfahren wird eine geeignete Tragerfolie 6 mit einer Losung einer Photopoly- 
merSierbaren Zusammensetzung beschichtet, und die beschichtete Folie wird dann durch e.nen Ofen gefflh£ 
umdas L6sungsmittel zu verdampfen. Die photopolymerisierbare Schicht 7 hat typ>scherw«se eme Dicke der 
trockenen Beschichtung von etwa 13 urn bis etwa 100 urn. Eine schOtzende Polymer-Deckfolie 8, die m™**?' 
ZdstSSSSt wird, wird dann unter Einwirkung von Warme und Druck auf die Oberflache der 

nach Art der eingesetzten Anlagen, wird die fertige Rolle des Photoresist-Produkts so aufgewicke t, daB d e 
rerflachenbehandelte Deckfolie 8 sich auf der AuBenseite befindet und die Tragerfolie 6 sich auf der Innenseite 
Setwie in Rg. 2a dargestellt ist. Wie Fig. 2b zeigt, wird die Folie, die ursprOng ich die ^^6™ 
anschlieBend verworfen, d.h. sie wird die Trenn"-FoIie, wenn der Photoresist mit Hilfe einer Lammierwabe 10 
a!f einen festen Trager wie eine kupferplattierte Fiberglas-Platte 9 laminiert wird Die obernachenbehandelte 
W^SIS. die wahrend der Fertigung die Deckfolie war, verbleibt als Deckfolie wahrend der Laminierung 

""welmVwftS ist, wird die Deckfolie vorzugsweise auf der Seite ; oberflachenbehandelt, die 

sichin Komakt mkSer phofopolymerisierbaren Schicht befindet. urn sicherzustellen, daB die photo P olymeri S «r- 
bare Schicht vorzugsweise an der Deckfolie haftet Der Grad der Haftung der photopolymensier baren Schicht 
an der Deckfolie kann dadurch gesteuert werden. daB man die Energiedichte der Beh ^^f' n J^ r ^t 
ladung. die Einwirkungsdauer der Ultraviolett-Behandlung Oder das Beschichtungs-Gewic^ 

einsteUt Der niedrigste wirksame Grad der Haftvermittlung wird bevorzugt Fohen,d.e mit unnotigem Haftver- 

werden. Der Grad der fflr eine bevorzugte Haftung der Deckfolie an der photopolymensierbaren Schicht 
erforderlichen Oberflachenbehandlung kann quantitativ anhand der oben definierten AbreiBfesOgkeit ausge- 

^eteTefebige herkommliche photopolymerisierbare Zusammensetzung die auf die TrSgerfolie 6 in Form 
einer Losung aufgetragen und anschlieBend zur Entfernung des Losungsmittels getrocknet werden kann, kann 
Sr die photopolymerisierbare Schicht 7 in dem Photoresist der voriiegenden Erfindung verwendet werden. 
£>Iche [zusammenTetzungen sind wohlbekannt, beispielsweise aus der US-PS 42 68 610. und enthalter , Qmischer- 
weise ein oder mehrere additionspolymerisierbare Monomere, ein polymeres B.ndemittel und _ einen Photopoly- 
merisations-Initiator. Kleinere Mengen Farbstoffe, Haftvermitder. AntioxidaUonsmittel, Weichmacher, Fullstof- 
fe und dergleichenkSnnenebenfallseinbezogen werden. t,„u» mm i; 

Da die wahrend des Belichtungsschrittes als Deckfolie dienende Fohe 8 dunner afe die Deckfolie herkoinnili- 
cher Trockenfilm-Photoresists ist, ist die Strecke, die das Licht zwischen deni Photowerkzeug und dem Resist 
durchlaufen muB. verkurzt, und die Auflfisung wird demgemaB verbessert Technisch wird die AuflSsung als 
engster Zwischenraum zwischen zwei konvergierenden feinen Linien auf einem Testmuster gemessen, der 

"^folgaZm B^pTe'^eriautern die vorliegende Erfindung und sind nicht in irgendeiner Weise als Beschran- 
kung ihres Umfangs zu verstehen. 

Beispiel 1 

Dieses Beispiel erlautert die bevorzugte Haftung der photopolymerisierbaren Schicht an einer Deckf lie, die 
mit einem Haftvermitder oberflachenbehandelt wurde. 
Eine Losung einer eigentumsrechtlich geschutzten photopolymensierbaren Zusammensetzung, die bei der 
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Herstellung eines waBrig verarbeitbaren Trockenfilm-Photoresists AQUA MER® (erhaltlich bei Hercules Incor- 
porated) verwendet wird, wird in einer Dicke von 38 urn auf eine 23,36 urn (92 gauge) dicke Polyester-Tragerfo- 
lie, die nicht oberflachenbehandelt ist, aufgetragen und mit heiBer Luft getrocknet. HandelsQbliche Polyesterfo- 
lien, die mit verschiedenen eigentumsrechtlich geschiitzten Haftvermittlern behandelt wurden, werden auf den 
Photoresist auf einer technischen FolienstraBe bei 60° C und 2,45 bar (2,5 kg/cm 2 ) laminiert Die Haftung der 
photopolymerisierbaren Schicht an der oberflachenbehandelten Deckfolie wird unter Anwendung des 180° -Ab- 
reiBtests (ASTM D 903) gemessen. Streifen der Folie fur die Tests werden auf eine Breite von 25,4 mm (1 inch) 
prazisionsgeschnitten. Die Messungen erfolgen auf einem Instron-Tester unter Anwendung einer Kreuzkopf- 
Geschwindigkeit von 13 cm/min. Die Haftung der 23,36 um-Tragerfolie an der photopolymerisierbaren Schicht 
wird in gleicher Weise gemessen. 



Polyester-Deckfolie Haftvermittler: Dicke AbreiO- 

vom Hersteller festigkeit 





angegebenes Bc- 
schichtungsgewicht 




(Gauge) 


cN/cm 


(g/cm) 


Unbehandelte Folie 




11,68 


(48) 


2,75 


(2,8) 


*) Serie 2500 


Mittel 


11,68 


(48) 


9,61 


(9,8) 


*) Serie 2500 


Niedrig 


15,09 


(60) 


5,00 


(5.1) 


Mittel 


15,09 


(60) 


10,00 


(10,2) 




Hoch 


15,09 


(60) 


25,89 


(26,4) 


*) Serie 2600 


Niedrig 


15,09 


(60) 


6,96 


(7,1) 




Mittel 


15,09 


(60) 


7,35 


(7,5) 




Hoch 


15,09 


(60) 


7,75 


(7,9) 


Haftung der 23,36-fim-Tragerfolie an 






4,22 


(4,3) 



der photopolymerisierbaren Schicht 
*) Polyester-Folie HOSTAPHAN*, American Hoechst Corporation 

Beispiel 2 

Dieses Beispiel erlautert die verstarkte Haftung der photopolymerisierbaren Schicht an der Polyester- Deck- 
folie nach Corona- Behandlung der Deckfolie. Eine 1 1,68 urn-Polyester- Deckfolie, die keinen Haftvermittler 
enthalt, wird auf einem Corona-Behandhingsgerat mit rotierender Trommel bei verschiedenen Energie-Dichten 
mit einer Corona- Entiadung behandelt Das Corona- Behandiungsgerat wird mit einer Geschwindigkeit von 
30,48 m/min (100 feet/min) betrieben. Eine Photoresist-Folie wird hergestellt, wie in Beispiel 1 beschneben ist. 
Die behandelte Polyester- Folie wird dann auf einem Laminex-HeiBschuh-Laminator bei 52° C und 1,2 m/min auf 
die photopolymerisierbare Schicht der Photoresist-Folie laminiert Die Haftung der behandelten Polyester- 
Deckfolie an dem Photoresist wird unter Anwendung des in Beispiel 1 beschriebenen 180°-AbreiBtests gemes- 
sen. Die Haftung der 2336 u,m-Polyester-Tragerfolie an der photopolymerisierbaren Schicht wird in gleicher 
Weise gemessen und zu 1 ,77 cN/cm (1 ,8 g/cm) gef unden. 



Energie-Dichte 
W/cm 2 • min 


AbreiBfestigkeit 
cN/cm 


(g/cm) 


0 


2,26 


(23) 


2x10~ 4 


3,43 


(3,5) 


3xl0" 4 


3,63 


(37) 


4x 10" 4 


4,02 


(4.1) 


5xl0~ 4 


4,71 


(4.8) 


6xl0~ 4 


5,39 


(5,5) 


7xl0~ 4 


5.49 


(5,6) 


8xl0~ 4 


6,47 


(6,6) 


9xl0" 4 


7,65 


(7.8) 




Beispiel 3 





Dieses Beispiel erlautert die verstarkte Haftung der photopolymerisierbaren Schicht an der Polyester- Deck- 
folie nach Ultraviolett- Behandlung der Deckfolie. Eine 1 1,68 ^m-Polyester-Deckfolie (48 gauge), die keinen 
Haftvermittler enthalt, wird in einer handelsOblichen Belichtungseinheit COLIGHT® DMVL A + , vertrieben von 
der Colight Division von Canrad, Ina, mit einer Mitteldruck-Quecksilber-Lampe wahrend unterschiedhcher 
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Zeitraume der Einwirkung von ultraviolettem Licht ausgesetzt Eine P hotor « is ^^^^ 

Beispiel 1 beschrieben ist Die behandelte Polyester-Folie w.rd dann entsprechend den Angaben in Beispiel 2 auf 

*wJ^^^bS2& Polyester-Folie an dem Photoresist wird unter Anwendung des in Beispiel 1 

Beispiel 2. 



UV-Behandlung AbreiBfestigkeit 

Zeitmin cN/cm (g/cm) 

0 1.86 (13) 

! 3,04 (3,1) 

3 4,41 (4,5) 

5 5,69 (53) 



Beispiel 4 



Eine Photoresist-Folie wird hergestellt wie in Beispiel 1 beschrieben ■^^^^SSSffSi 
die mit einem niedrigen Beschichtungsgewicht eines Haftvermittlers (Polyester-Folie HOSTAPHAN sene 
2500 American Hoechst Corporation) beschichtet wurde, wird auf die photopolymens.erbare Schicht des in 
ISi^ beschriebenen Photoresists aminiert Die Photoresist-Folie wird dann nut Hilfe ernes du Pont-HeiB- 
5^^aE£ W lO^C und unter 1.08 bar (1.1 kg/cm 2 ) auf eine FR-4-Kupfer-Lammatp^tte la—t 
wobri gkichzeSg ; die Tragerfolie entfernt wird. Die Kupfer-PIatte war vorher durch Schrubben m.t einem 

Sm D^£wS^ 

fer41-Stufen-EmpFmdlichkeits-Hilfsgerat in einer handelsubhchen Behchtungseinheit ^UGI^ D^LA 
m, ein™ S[i«eldruck-Quecksilber-Lampebe!ichteL Die Platte wird be. 29<>C .n einem handelsublichen Atzmrt- 
te DEA 2401 vertrieben von DEA Equipment Division, entwickelt, das eine 0,75-proz. Natnumbicarbonat-Mo- 
*^ In ahnlicher Weise wird ein Kontroll-Laminat hergestellt. bei dem erne unbehandelte 
SS-Ssfer-SS a s Deckfolie verwendet wurde. Diese Art Folie wird typischerwe.se als Deckfo he be. 
tSSoSSSS^SS^L Standes der Technik verwendet Die KontroUe wird beHchtet und entwickeU , wie 
dS Voretehenden beschrieben wurde. Die Aufldsung in mil (25.4 urn wird gegen d.e Stouffer-Stufe sowohl 
flTcfe uXm-Folfe aS auch fur die KontroUe aufgetragen. Die optimale Belichtung ^ 
LeeiKneten Polymerisationsgrades fallt zwischen die Stufen 22 und 28. Em Vergleich der Werte der Auflosung 
beE 22 ^unSfc 28 zeigt eine Verbesserung der Auflosung von 20% bzw. 25% fur d.e 1 1.68 um-Deckfoue 

^SesTefte Snftlm-Photoresist der vor.iegenden Erfindung kann bei samtlichen Anwendungen 
dngSem vSrde" wo ein Photoresist hoher GOte und hoher Auf ISsung erforderlich ist. z.B. be.m chem.schen 
Abtragen (Formatzen) und bei der Fertigung von Leiterkarten. 
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FIG. 2& 




FIG, ab 
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i Vurfahren zur Herctellung el n« Trockenftlm-Ptioto resists 

Offanbart wtrden eln Trockorrfilrn-Photoraalit, der zur 
Verwendung bel der Fertigung von lertarkaitan gaalgnst lit, 
und etna zwlschan efne Declcfoll* und sine TragerfoUa liml- 
niarte photopofvrnertiferbare SchJcht umfifit. die an der 
Oeckfoila fastar haftet at* an d«r Tregerfolte, und bei dam 
die Trsgerfolie tich auf der Innanaefta der ReHa t»f indat, 
sowJe eln verbassanaa Verts hren zur Herttallttng das Trok- 
kanfllm- Photoresists. 
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